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要旨  

スパッタ法をJIいた光拡散≠馴草のノ「如丈手法について検討フ酸化シリコンとアルミ♂）同畔スパッタ成順に上り，粒子状   

成膜にお∵てフ上机温過宰低減ガ叫職であることを確認しノたノ車睨光域で分光透過率がほぼフラットであることを確乱   

波長670IlIllにおいて透過や3．7（‰ ′反射率0．8％の光学特件の薄膜をキリニた．  

ルゴンお〔】二び酸素とL，アルミ酸化物を形成する反応性ス  

ハッタの条什とした．なお，カソ」－ドヘの電力供給は400V  

前後のJ）〔二（血流）としノた．ガラス基板には，光学研磨し  

たパイレックスガラスを用いた．  

†  

l．はじめに  

）∫亡拡散を利J」］した製誹－は∴風格標識などに使川され市〝）  

ライトなどで明るく）】亡るノ叉射板やガラスビーズ∴†‡母をコ  

ーティング Lた液晶プロジェクタし一川のスクリーーン∴液ぷ  

ディスフレイバックライト用の拡散板や人判カメラ〝〕ヒ  

ント合わせ用スタリーーンなど淡く利用されている．   

今回び）取り組みは，ニれらの「「「で，ガ僅段黒磯流ど精据  

ついて薄  な計測を行う機器に使用される光拡散ガラスに  

膜を利用した作製を試み7L   

一般にフ 光拡散ガラスさ：主，砂ずりによりガラスをスリ故  

にしたヰ）〝〕∴さらにスリ杖を隠二⊥り処理したむの）㌻、ig．1  

にホーす、ょうにガラス直に乳r⊥！色フイルムを鮎り付けたも  

のなどが市販されている．  

Pig．2スパッタ法について  

2，2 ス♂ぢッタ条件について   

光の拡散層を′形成するためには，スパッタ法に⊥り，は  

じき出される物督／こミ粒J′一状にガラス基板卜に堆積形成す  

か必要がある こ〝〕ため，スパッタ条件として，通常の放  

に領域では鏡面にj差し＼′りさきができるたダ），Fig．3でホすよう  

にク ー分rmあたり 6（＝軸荘後の間欠的にフラッシュ状に㌧11‡  

常放電を隼じ亮，道雄∴㌦用押 しない放ノ電条件むト侶、た．  

F惣一 光拡散ガラス  

2．実験方法   

2．i成腰方法について  

、うセンターーでに，ニッ）光掠骨頼－】；をスパッタ法に〔上町長膜  

するん▲法に／小て検討しイニ．スハッタ法は5 放電〃〕エネル  

ギーに上りイオン化されたムこ体刑j；（」′一。分j′一を，作†畏した  

い材質肌ヤーゲット／＼研究ゃせj タ〉ゲットの盈再拝【り▲宣′  

圧し∴き汗－1j「二とに 上り対阜して」州‘1rこされたガラス相克上二  

へ薄り窯を雄加美－リ‾る．（rTig．2参川i）   

二二で♪ タ＼∨ゲ、ソトに＝ニアルミを川い や入ガ1烏二，ア  

Fig．3フラッシュ状放電状態   

lヽ  



3．実験結果   

3．1成膜条件と透過率特性   

成膜した試料坑外親をFig．4，分化特什をFig．5に示す  

分光透過率は，可視光城㌃おいて，はぼフラットであるこ  

とを確認した．   

アルミターゲットぴ〕みで成膿を行／汗璃打汗∴L最小透  

過率は，25％まで押掛卜恒）隠しか得られなか／Jたが，酸化  

シリコンタし一ゲットによる RF（紬朋麦）でのスパッタを併  

用することにより，最小の透過率4％までの煩が竹三′製・一拍巨  

であることが判／つた．ニれは，シリコン酸化膜が羞板から  

再放出されるアルミ純子のバインダし一の役割をLている  

のではないかと考えられる．   

しかし，草木′二日キ閃あたりのフラッシュ状放電の間欠回数  

設定叔び，カソードへのⅠ）（ニ印加電圧。電流佃二げ）設定甘  

ターゲットの状態により絶えず変化するため放電が不安  

定となり，透過率の植圭バラツキをノ巨じた。  

なお，表面フ′t二了ファイラーーによる計測ロー，料」′一突起部  

を除くべ・一㍉部分の恨悍烏約600Ilillであ／つた．   

3．3 計測機器への適用   

ニニでは】スクリー「ンヘ投推して形状の精粋テな計測を行  

う機岩音への適Jl」の叶綻性について検討しノた．   

半温休の分野において，Ⅰ〔二当、t鉦ニリードフレーームの形状  

‖巨渕など「主，多ピン化に什う狭ヒッチ化ノ斜に上り徹新構造  

となっているため，スクリ＼一ン投影像（シルニェット）さ土，  

リー、ドとヂ【手間のコントラスト比が判宣れなくなっている。   

しかL∴汗測の精度ヤイ調甜′巨を」－jめるためには，シルニし  

、ソトをシャープにする必要がある   

ニ〝）稗レ）機器ではフ シルエットを対象物鋸反刊側＝題瀧  

光として）から観察することが多いため，）t亡叫調女層が厚  

いとンルニェットはシャープさに欠けることとなる∴逆に虹  

散層が薄いとⅠ（二の実像が透過しノ，計測を妨げてtノ去う．   

試験機でげけスト画像（け（例をⅠ・「ig．7にホーリ   

ニのI新路紙料に上るケリトで以巨ハニとが、判／〕た   

dシルニLット両像に少しざら／〕いた感じがあること  

巨大な樟」′一（数iO。LJ呈11径）′／こ三枚点存在すろこと   

これらに／〕いて～－よ，アルミこ叫三、リ▲径が不揃いトなってい  

ることが考▲え〔ノれ，フラッシュ扶ノ肘高菜什ヰ制御＝ノきれて  

いないことが即座1であり，電流制限㍉ 電＝÷他の最適条件叔  

乳／往課題であろ．   

◎透i墨率かやや高すぎること   

透過執∴／穴＼てさ1こ，5甑以下で「糾しば良いこと′甘判った   

Fig．4成膜試料外観  
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†・’ig．5 成膜試料げ）分把持件  

3，2 表面形状の観察   

侃膜試料の表面形状は レー轟サー亜㈹虜を川いて，観察  

した．   

成膜試料卯よ［柾形状㈲は糾）やFjをi∵ig．6にホす．打径川  

ノ＝11程度以卜宜雄㌻′一が支佃∫J勺に堆積しているぴ〕が観察で  

きるが，に絆」1に≠）ある上うに約5〔hlll超の巨人粟粒「一が2  

インチ卯試料申に数ノ1】、確認された。  
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以上む損彗はあるが，改善できれば，出潮」機藩巨＼〔ノ〕適川  

〝）抑7巨でノ′Lがある．  

ilせ7試験機でレけスト画像  

4。むすび   

以卜，スハッタ法に上る粧」∴状堆積手法に／〕いて検討を  

て」二／〕た．酸化シリニてンとアルミの巨榊キスバッタノ粛悦によ  

り，樟J′∵伏成槻二おいて＼上り透i断章雄ヒ減が抑甘であるこ  

とを確認Lた．   

ノ沖宜 光の拡散性に／〕いては評価できていない。アルミ  

〔7）粒イペイ〕≠）ゾ〕には，透通汗1ミがなく粒F表面㌣往反射が女  

西山小ごあご〕と考えられるため拡散ノ性については十あまり期  

待できない。このた琉∴乱軒肝率をレつ】梗化チタンなど透  

混州丹）ある材料で町成膜に／ついて検討が必要であろと考  

l■   

し‾㌣」弥昔甘櫨の不安定性明聯消を図るとともに拡散性  

について評価を行い∴郵王ら率り丈射1㌔ 十慎厚の舶用昭一二ぜ杭  

めるたれ 粒」′一律∵串し′▲う川∫L′）制榔二者】≡した成膳増井ト  

タし一ゲット材ノ阜〃検討を法録ケ 上りシヤ、一フでこてントラス  

ト比を制御できろ什維〔りごいりをトけ旨－j‾r′定であぞ）．  
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